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[简介]: 摘要：类金刚石膜 (diamond－like carbon, DLC)，是一种性质类似于金刚石的新型功能材料。与金刚石薄膜相比，类金刚石薄膜不仅具备高耐磨性、低摩擦系数、热稳定性、红外透光性、高电阻、低介电常数等优异的性能，并且其制备成本远低于金刚石薄膜，因而引起了人们的广泛关注，被成功的应用于国防、航空、医疗、机械电子等领域。 
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        摘要：类金刚石膜 (diamond－like carbon, DLC)，是一种性质类似于金刚石的新型功能材料。与金刚石薄膜相比，类金刚石薄膜不仅具备高耐磨性、低摩擦系数、热稳定性、红外透光性、高电阻、低介电常数等优异的性能，并且其制备成本远低于金刚石薄膜，因而引起了人们的广泛关注，被成功的应用于国防、航空、医疗、机械电子等领域。二十多年来，已发展了多种制备DLC薄膜的工艺方法，非平衡磁控溅射(UBMS)是近年发展的一种新型薄膜制备技术, 结合了普通磁控溅射(MS)和离子束助沉积(IBAD)的优势,易于实现离子镀,采用该技术,通过PVD法沉积无氢DLC膜(a－C膜),具有优异的光学性能和力学特性，是一种新兴的DLC膜沉积技术。本文采用非平衡磁控溅射技术在钛镍形状记忆合金（TiNi）沉积纳米级无氢类金刚石薄膜，并着重对DLC膜的力学性能进行研究，本工作在国内尚未见报道。

        实验是在白俄罗斯BY-700II型非平衡磁控溅射设备上完成的，该设备具有两套独立的溅射源，磁控溅射阴极靶材分别为高纯钛（99.9）和高纯石墨（≧99.7），靶面尺寸均为480mm×80mm,前者用于在TiNi上沉积Ti过渡层，镀膜过程工作在平衡模式，靶功率为3.5KW，Ar流量100sccm，石墨靶工作在非平衡模式下，靶功率为5KW，非平衡励磁电流100A，负偏压100V， Ar流量200sccm。实验时，首先利用Ar 离子对试样表面溅射清洗，然后依次沉积Ti过渡层和不同厚度的DLC薄膜样品，之后，利用快速加热炉对其进行快速热处理。实验使用Nicolet Raman950型拉曼仪分析对薄膜进行结构分析，用上海泰明光学仪器有限公司的HXD－1000型显微硬度计定性分析了样品的维氏显微硬度，用自制的摩擦磨损试验机研究了样品的摩擦学特性，分析讨论了薄膜的厚度和热处理条件对DLC硬度和摩擦学特性的影响。研究结构表明：（1）采用非平衡磁控溅射方法可在钛镍形状记忆合金（TiNi）沉积得到纳米量级的DLC薄膜；（2）膜厚在20nm到100nm之间DLC薄膜样品的显微硬度(40~50 kg/mm2)和摩擦系数变化不大(0.2~0.6)，，但膜厚在150nm时，薄膜得硬度明显提高至274.83kg/mm2，而摩擦系数有明显下降0.08（3）经400℃温度的热处理的DLC薄膜，其显微硬度有所增加，其原因主要通过后继热处理，Ti原子与无定型碳网络中的C 原子结合形成TiC，从而有效提高薄膜的硬度，同时薄膜的摩擦系数也有所上升。而经过900℃处理的DLC薄膜硬度和摩擦系数均有所下降，这是由DLC表面石墨化所引起的。
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